Compte rendu du Conseil Scientifique MINAS du 23 février 2009

Présents : M. Bafleur, F. Cristiano, D. Dragomirescu , C. Fontaine, H. Granier, A.M. Gué, L.
Nicu, C. Rossi, B. Rousset, J.L. Sanchez, E. Tournier, C. Vergnenégre

Secretariat : N. Higounet

Ordre du jour :

- Evolution de I'Ecole doctorale GEET (Invité A. Cazarre)
- Bilan accueil RTB (Invitée M. Dilhan)
- Prospective (suite)

F. Cristiano souligne la faible participation des membres du CS a la réunion. Cette situation
est anormale.

o Evolution de I’Ecole Doctorale GEET

Alain Cazarré présente la structure de I’Ecole Doctorale GEET ainsi que les différents
masters intéressant le Péle MINAS, principalement le master Micro Nano Systemes.
Il ressort :

- que la formation initiale des étudiants du master MNS n’est plus que partiellement
appropriée aux thématiques développées au labo. Il serait grandement souhaitable
que les filiéres de physique « alimentent » ce master.

- Que les enseignements devraient étre modifiés de maniére a étre plus attractifs vis-
a-vis de ces etudiants et a coller davantage aux besoins du labo.

Le CS préconise la formation d’un petit groupe de travail interne sur ce sujet, dans I’objectif
du futur quadriennal.

Le probleme du nombre de bourses accordées au laboratoire en premiére session. En dehors
de tout autre critére et sans préjuger de I’importance respective des critéres, il est noté que le
nombre insuffisant de HDR au laboratoire est tres pénalisant. L’ensemble des chercheurs doit
étre absolument sensibilisé a ce probléme et faire un effort collectif.

o0 Bilan accueil RTB (invitée : M. Dilhan)
Cf. présentation ci-jointe de H. Granier.

0 Prospective
Etant donné le nombre limité de participants au CS, ce point est reporté. Un sondage doodle

pour fixer un CS MINAS Prospective les 18, 19 ou 20 Mars prochain, au cas ou le CS du 23
Mars serait déplacé, est lance.
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» Définitions des projets
— De 2003 a 2007 : les seuls projets estampillés RTB
¢taient des projets purement exogenes

— Depuis 2008 : les projets estampilles RTB sont de
deux types
* Les RTB « pur » (cf. définition ci-dessus)
* Les RTB collaboratifs = projets comteam dans lesquels le
LAAS
— N’est pas porteur du projet
— Realise la technologie

— Ne realise pas toutes les taches de conception, simulation,
caracterisation en relation avec le projet porteur
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 Nombre de demandes : 49
* NO“’IbI"B de pl"OjE'fS : 44 ®Encours

o Teeming 2007
W Terming 2008
- Projets déja en cours : 14

- Nouveaux projets : 30

5 demandes non satisfaites :
- LAPLACE: Pas de retour aprés devis
- LAPLACE : Pas de retour aprés devis
- FEMTO :Abandonné par le demandeur
- SILIOS: PB technique

- LTM : Refus apreés devis
. CS MINAS-23 février 2000
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*I,Jﬂﬂ de Igc% (RTB « purs »)

13 Projets d'une durée > 1 an

-8 réalisés par de l'accueil (14 personnes)
- b d la charge de TEAM exclusivement
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* Identification a partir des fiches comteam
— Dans I'urgence !!
— Pointage
— Validation service relations contractuelles
— Validation direction
— A affiner pour 2009

» 21 projets
— 5 académiques
— 16 industriels
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Procédure d’accueil des RTB « purs »
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Demandeur exterieur
plateformertb@laas.fr
Administrati
Expertise technique de la faisabilité
Financier
Facturation
Valorisation Correspondant RTB
Réalisation Contact autres
Interne LAAS Centrales RTB
¥ Accueil
Envoi des réalisations
T

Demandeur Supetvisian
i ——) plateformertb@laas.fr S
exterieur
“Régulié
Cellule d'accueil RTB —
8 personnes -Analyse de la
nature des
soutien $
. - H Granier : responsable de la centrale d& 2,
technologie “intificlion ge %
§ - M Dilhan : responsable de I'accueil RTB Eg‘;::g fons ™
Chercheurs du LAAS Q - CFourcade : Accueil RTB O,
ITA du LAAS i= - D Bourrier : Electrochimie
RENATECH g - PF Calmon : Masques g
WEB - P Dubreuil : Gravures séches
- L Mazenq : Photolithographie 'g
N_ Salvagnac : Métallisation
Momination d’'un correspondant RTB Groupes
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*» ACCUEIL
+* INTERNE - Convention d’accueil
TN -- Farmation sur les équipements en libre
ot o e service Photolithographie,
- Chimie,
Caractérisation

- Des étapes technologiques, Du volume

Le choix est dépendantde : , - Nature, duree du projet
I - Niveau de compétences de l'intervenant

Fiche de process électronique :
Volume d’activité de la - Suivi de toutes les étapes du process
centrale de technologie - Contrdles (mesures, images...)
70 projets internes - Suivi des colits ( surcolit de  20%)
44 projets externes
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—_— Facturation

v" Enquéte de satisfaction RENATECH
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Bilan financier des actions RTB
Calcul du taux d’ouverture
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e Entre 2006 et mi1 2007

— Facturation des

* Entre 2003 et 2005

— Financement

_ consommables
eX’fé?leUl' pour l? process aux
soutlt?il aux projets académiques
CXOEENES — Facturation des
— Montant : 150 K€ consommables
— Origine : Ministeére process majorés aux
industriels
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* Depuis mi 2007 prise en compte de

— Consommables process (au cout réel)
— De I’environnement
» 1€ en process nécessite 2€ en environnement
+ Environnement = tous les cotits ndirects sauf salaires personnel, amortissement
équipements, amortissement batiment
— Du personnel a 100€/heure
+ Pour la formation

» Pour la réalisation.

+  Industriels

* Academiques
. C bl = Consommables
onsommables
; =+ environnement
=+ environnement

» + personnel au prorata

MSTITU
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Académiques 38496 58228 56247
Industriels 25980 18427 9724
Total 64479 76655 65971

* En 2008 : 65971€ correspondent en réalité a 21990€ de couts process reels soit
=5.5% des 397 000€ des fiches de process relevees.

* Les sommes totales percues (65971€) sont defalquees des cotits process factures
aux groupes
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» Facturation sur les fiches de process payees
par les groupes

» A eux de prévoir I’aspect environnement
dans leurs demandes de projets.
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* Calcul du taux d'ouverture si RTB « purs » uniguement = 16.61 %

« Prise en compte des couts totaux =consommables
process+environnement+salaires(industriel)
- Coiit projets exogénes (65971€) / Coiit total process SB (397000 €)
Académiques : 14.12%
Industriels : 2.49%

B indusincts

W Acadimigues

2005 el R 2008
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» (Calcul a partir :
— Des couts process seuls des RTB purs (21 990€ en 2008)

— Des couts process sur les fiches de process facturées aux groupes
(156 816€ en 2008) pour les RTB collaboratifs

+ Prise en compte de I'existence de sous projets
— Total 2008 = 178 806€

* Rapportés aux couts totaux des consommables process
— 397 0206+ 21 990 € =419 019€

* Taux d’ouverture = 42.7%
— 7.4% pour les acadeémiques
— 35.5% pour les industriels

C5 MINAS-23 févner 2000 'INSFHUT
mﬂmﬂl g grandes canlrales technalogigquas pour la Reacherche Technologigues os Base C A N OT




Plan d’équipement RTB
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2003
Type d"équipement Cost {£)
[without VAT]
Mask sligner L 686000 E
Spin ceatng and development autormnated equipment L
Direct laser wiiting for mask fabrication (coount) L 228240 €
Electron beam lithography L TEODDDE
Total equipment 2003 € HT 16722006
2004
Cost {£)
Equipment {without VAT)
Direct laser writng for mask fabrication L 433 TEQE
LPCWE furnaces (account) M TTTOBDE
Dizionized water equipment | TE 020 E
Chermical treatment (Wet benches) | 22 B00E
3 equipments for gofd. copper and ron-cobalt-nickel by electro-deposition RHENA (acoount) =] 168 300 €
BF plasma source for plasma etching G ISE4DE
 Total equipment 2004 € HT [ 1520 599.52
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2005
Cost [€)

Equipmeant [without VAT)

SEM HITACHI c 314 795,00 €
Accessorias for FOGALE prafiar c 52 040,00 €
Failshing LOGTECH o E9 700,00 €
HWDS owan L 46 204,00 €
Wafer bander B B9 B350 €
Haok up te exiraction syslem for elacioplatng M 51455,00 €
Wt banches for reslst reaiment L 50 450,00 €
Fiz6lst 5pin coaler L 36 450,00 €
Ellipsometer JOBIMN-YVON [ 131 290,00 €
MSE reachor power supply M £6. 253,00 €
Chemical wet benchas o £ 454,65 €
Ion Implanter upgrade (account) o 119 028,00 €
LPCYD fumaces (cradit balancs) F 175442€
Electroplating reactors {oredi saance) M 19 E00€
Hydrure safety o 76 047,00 €
Pure gaz distribution and stock systems for plasma atchnig G 118 315, €
Hook up fumaces F 21 5ram0€
Special chuck 5" far & beam Ithograpny L 56 750,00 €
Cryopumg dor PVD M 25 792,00 €
Total equipment 2005 € HT 1 1645 576,56 €
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G building: 3000 m*
{800m*® clean room) Cost (£}
(without
VAT)
Filtration and air conditioning system for the clean ream, & building | Tra41500€
Zaz pipes for clean room G building | 42 FIQTTE
Diesionized pipes for ciean room, G building | 50048 00€
Walls, ground and ceiling | 341 000,00 €
of the elean room, G building |
Total G building investment 2005 € HT | 1221559977 €
Total investment 2005 € HT 2 BEB 578,63 €
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Cost (€)
(without

Equipment VAT)
DRIE and glass plasma eiching cluster (=] 854 00D.ODE
lon implanter upgrade (credit balance) Di 21279170 €
Ink-jet deposiion. O 34550000 €
A wet etching machine for producing photomasks. This equipment is needed to replace 108 845,30 €

an APT machine in service since 1834, and which cannot deal with ¥ square inches

masks (mask preduction represenis more than £00 masks a y=ar).
A digital microscope for 2 D observations C 11852023 €
Screen printer Oi 11274500 €
& wire bonding machine to replace an eguipment in service since 1875 B 33540,00€
Mutti-chamber cluster-type sputiering M 528 0DD.OODE
A mass speciromeier to mondtor the quality of thin films deposited under high vacuum. c 16 50000
& Rapid Thermal Processing (RTP) fumace for G-inch subsirates will replace the current

RTP which can treat subsirates up to 3 inches in diameter (account) F 18e0i0oo=
Total investment 2006 € HT 283246223 €
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2007
Cost (€)
(without
Equipment VAT)

140000000 €

Projection bazed lithography L
Tr0Co0.00€

Mano imprint machine D
17500000 €

High pressure SEM F
11000000

Accomaodation of chemistry G
150 0OD.00 €

Confocal profilomstar D
26 000,00 €

Quartz efching adaptation F
25000.00€

Atomic abserption analysys F
Total BTR dotation 2007 € HT 2656 000,00 €
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2008
Cost (€)
(without
Equipment VAT)
Develoom d itionis, treatments and characterization of materials

Maolecular Beam Epitaxy M 1 270 000,00 €

Laow temperaturs PECVD (120°C) D 700 000.00 €

Graphite Fumace 1300°C E 120 000,00 €

Low temperature process
‘Vapour Phase Chemical Etching [ 175 000,00 €
Spray coating D 120 000,00 €
Pa i

Under vacuum bonding fumaze F 140 000,00 €

Total BTR asked dotation 2008 € HT 2 525 000,00 €
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2009
Cost (€)
{without
Equipment VAT)
1 300 DO0E
Focusad ion beam c
700 DO0E
AVD o
300 DO0E
AFM c
350 DO0E
MYVD Di
Total BTR asked dotation 2009 € HT 2 650 000,00 €
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